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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回折性を示す第１の凹凸構造部（４）が多層体の複製層（３）の第１の領域の中に形成
され、
　複製層（３）の中で第１の領域および凹凸構造部（４）が形成されていない第２の領域
中の複製層（３）に、複製層（３）によって画定された平面に一定の面密度で第１の層（
３ｍ）を付与し、
　感光層（８）を第１の層（３ｍ）に付与するか、または、複製層として感光性の洗浄マ
スクを付与し、
　前記感光層または前記洗浄マスク（８）を第１の層（３ｍ）を通して露光するので、前
記感光層または前記洗浄マスク（８）は、第１および第２の領域中の第１の凹凸構造部に
より異なる露光がなされ、
　第１の層（３ｍ）が、第２の領域中には無いが第１の領域中にはあるか、あるいは、第
１の領域中には無いが第２の領域中にあるマスク層としての前記露光された感光層または
洗浄マスク（８）を使って取り除かれることを特徴とする、
　部分的に形成された第１の層（３ｍ）を有する多層体（１００，１００’）の製造方法
。
【請求項２】
　第１の層（３ｍ）が複製層（３）の全表面に、特に蒸着によって付与されることを特徴
とする請求項１に記載の多層体の製造方法。
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【請求項３】
　第１の層（３ｍ）が、第１の層（３ｍ）が１．５より大きい光学的密度となるような厚
さで複製層（３）に付与されることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の多層体
の製造方法。
【請求項４】
　　第１の層（３ｍ）が、２と７との間の光学的密度となるような厚さで複製層（３）の
全表面に付与されることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の多層体の製造方法
。
【請求項５】
　　第１の層（３ｍ）が、金属層または合金層によって形成されていることを特徴とする
請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の多層体の製造方法。
【請求項６】
　前記第２の領域中の前記複製層の中と、第１の凹凸構造部として前記複製層の中とに形
成された第２の凹凸構造部が、前記第２の領域中の前記第１の層（３ｍ）の伝導性、特に
、透明性に対して、前記第１の領域中の前記第１の層（３ｍ）の伝導性、特に、透明性を
増加させる回折性を示す凹凸構造部であることを特徴とする請求項１ないし請求項５のい
ずれか１項に記載の多層体の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の凹凸構造部が、前記第２の凹凸構造部の凹凸構造よりも大きな凹凸の深さを
有していることを特徴とする請求項６に記載の多層体の製造方法。
【請求項８】
　　前記第１の凹凸構造部の空間的周期と凹凸構造の深さとの積が、前記第２の凹凸構造
部の空間的周期と凹凸構造の深さとの積より大きいことを特徴とする請求項６または請求
項７のいずれか１項に記載の多層体の製造方法。
【請求項９】
　第１の凹凸構造部または第２の凹凸構造部が、光学的に活性な、回折光や屈折光や散乱
光を反射または透過するミクロ構造またはナノ構造の形に、具体的には、線形格子または
クロス格子のような格子構造の形か、等方性のマット構造または非等方性のマット構造の
形か、二重フレネルレンズまたは連続フレネルレンズの形か、マイクロプリズムの形か、
ブレイズド格子の形か、結合構造の形か、またはマクロ構造の形であることを特徴とする
請求項６ないし請求項８のいずれか１項に記載の多層体の製造方法。
【請求項１０】
　個々の構造要素について、深さ対幅の比が大きい、特に深さ対幅の比が０．３より大き
い回折性の凹凸構造部が、第１の領域中の第１の凹凸構造部として形成されることを特徴
とする請求項１ないし請求項９のうちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１１】
　第２の凹凸構造部が、小さな深さ対幅の比が小さい凹凸構造部であることを特徴とする
請求項１ないし請求項１０のうちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１２】
　前記複製層と前記第１の層との間の界面層は、前記第２の領域の中で実質的に平面とな
っていることを特徴とする請求項１ないし請求項１１のうちいずれか１項に記載の製造方
法。
【請求項１３】
　２重の性質を有する感光性物質が、前記感光層（８）として、または、前記感光性の洗
浄マスクとして付与され、
　そして、前記感光層または前記感光性の洗浄マスクは、ある露光量と露光時間とで前記
第１の層を通して露光され、
　前記感光層（８）または前記感光性の洗浄マスクは、前記第１の層（３ｍ）の透過性が
前記第１の凹凸構造部によって増加され、かつ前記第２の領域では活性化しないような前
記第１の領域の中で活性化されることを特徴とする請求項１ないし請求項１２のうちいず



(3) JP 4809849 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

れか１項に記載の製造方法。
【請求項１４】
　感光層または洗浄マスク（８）は、前記第１の層（３ｍ）を通して紫外線によって露光
されることを特徴とする請求項１３に記載の製造方法。
【請求項１５】
　露光作用によって活性化された前記感光性の洗浄マスクの領域と、そこに配置された第
１の層（３ｍ）の領域とが、洗浄工程において取り除かれることを特徴とする請求項１な
いし請求項１４のうちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１６】
　前記第１の層（３ｍ）を通して露光された前記感光層（８）が現像され、
　現像された前記感光層（８）が、前記第１の層（３ｍ）のためのエッチングマスクを形
成することを特徴とする請求項１ないし請求項１５のうちいずれか１項に記載の製造方法
。
【請求項１７】
　前記第１の層（３ｍ）の透過率を前記第１の凹凸構造部の中で増加させるように、前記
感光層を前記第１の領域の中で露光することによって活性化し、
　前記活性化された感光層が、前記第１の層（３ｍ）のためのレジストを形成することを
特徴とする請求項１ないし請求項１６のうちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１８】
　前記感光層（８）が、フォトレジストによって形成されていることを特徴とする請求項
１ないし請求項１７のうちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１９】
　前記フォトレジストが、陽画のフォトレジストであることを特徴とする請求項１８に記
載の製造方法。
【請求項２０】
　前記フォトレジストが、陰画のフォトレジストであることを特徴とする請求項１８に記
載の製造方法。
【請求項２１】
　前記感光層（８）が、光機能高分子であることを特徴とする請求項１ないし請求項２０
のうちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項２２】
　　前記エッチングマスクの残存物が取り除かれることを特徴とする請求項１６ないし請
求項２１のうちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項２３】
　第２の層（３ｐ）が、前記第１の層（３ｍ）が取り除かれた領域の中に取り入れられる
ことを特徴とする請求項１ないし請求項２２のうちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項２４】
　前記第１の層（３ｍ）のまだ残っている領域が取り除かれ、
　第３の層（３ｐ’） によって置き換わることを特徴とする請求項２３に記載の製造方
法。
【請求項２５】
　前記第１の層（３ｍ）および／または前記第２の層（３ｐ）および／または前記第３の
層（３ｐ’）がガルバニカルに強化されることを特徴とする請求項１ないし請求項２４の
うちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項２６】
　複製層（３）と部分的に形成された少なくとも１つの第１の層（３ｍ）とを有し、請求
項１ないし請求項２５のうちいずれか１項に記載の製造方法によって製造される多層体で
あって、
　回折性を示す第１の凹凸構造部が、前記複製層（３）の第１の領域の中に形成され、
　前記第１の凹凸構造部が、前記複製層（３）の第２の領域の中の複製層（３）には形成
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されず、
　そして、前記第１の層（３ｍ）が、前記第１の凹凸構造部の配置によって決定される方
法により部分的に取り除かれるので、
　前記第１の領域の中の前記第１の層（３ｍ）が、２００ｎｍと５μｍとの間の範囲の幅
の線および／または２００ｎｍと５μｍとの間の範囲の直径の点の形であるところで、
前記第１の層（３ｍ）が、前記第２の領域には無いが前記第１の領域の中にはあるか、ま
たは、前記第１の領域には無いが前記第２の領域の中にはある前記第１の凹凸構造部を有
する精密なレジスト配置の中で取り除かれることを特徴とする多層体。
【請求項２７】
　前記第２の領域がパターンの形に形成され、
　前記第１の領域と前記第２の領域とが、直接相互に近接した配置に配置され、
　できれば前記第２の領域が、前記第１の領域によって包囲されるか、または、前記第１
の領域が、前記第２の領域によって包囲されることを特徴とする請求項２６に記載の多層
体。
【請求項２８】
　前記第２の領域は、前記第１の領域によって包囲された２つ以上の部分的な領域によっ
て構成され、
　光学的に活性な第２の凹凸構造部が、前記第２の領域中の前記複製層の中に形成され、
　そして、前記第１の層が、前記第２の領域の中で取り除かれ、かつ前記第２の凹凸構造
部を有する精密なレジスト配置の中に配置された反射層であることを特徴とする請求項２
６に記載の多層体。
【請求項２９】
　前記第１の領域は、前記第１の領域によって包囲された２つ以上の部分的な領域によっ
て構成されるか、または、その反対に構成され、
　そして、前記第１の層が、前記第２の領域の中で取り除かれ、かつ前記第１の凹凸構造
部を有する精密なレジスト配置の中に配置された反射層であることを特徴とする請求項２
６に記載の多層体。
【請求項３０】
　前記第２の領域の部分領域、または、前記第１の領域の部分領域が、２mmより小さい幅
である、可能ならば１mmより小さい幅であることを特徴とする請求項２６ないし請求項２
９のうちいずれか１項に記載の多層体。
【請求項３１】
　第２の層（３ｐ）が、前記第１の層（３ｍ）が無い前記複製層（３）の領域の中に配置
されていることを特徴とする請求項２６ないし請求項３０のうちいずれか１項に記載の多
層体。
【請求項３２】
　前記第１の層（３ｍ）および／または前記第２の層（３ｐ）が、例えば、ＴｉＯ２また
はＺｎＳによって形成されることを特徴とする請求項２６ないし請求項３１のうちいずれ
か１項に記載の多層体。
【請求項３３】
　前記第１の層（３ｍ）と前記第２の層（３ｐ）とが異なる屈折率を有することを特徴と
する請求項３２に記載の多層体。
【請求項３４】
　前記第１の層（３ｍ）および／または前記第２の層（３ｐ）が、高分子材料によって形
成されていることを特徴とする請求項２６ないし請求項３３のうちいずれか１項に記載の
多層体。
【請求項３５】
　前記第１の層（３ｍ）および／または前記第２の層（３ｐ）が、有色層であることを特
徴とする請求項２６ないし請求項３４のうちいずれか１項に記載の多層体。
【請求項３６】
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　前記第１の層（３ｍ）および／または前記第２の層（３ｐ）が、複数の部分層によって
形成されていることを特徴とする請求項２６ないし請求項３５のうちいずれか１項に記載
の多層体。
【請求項３７】
　前記部分層が、薄膜層系を形成していることを特徴とする請求項３６に記載の多層体。
【請求項３８】
　前記部分層が異なる材料によって形成されていることを特徴とする請求項３６または請
求項３７のいずれかに記載の多層体。
【請求項３９】
　前記第１の層（３ｍ）および／または前記第２の層（３ｐ）が、光学的なパターンを形
成することを特徴とする請求項２６または請求項３８に記載の多層体。
【請求項４０】
　前記第１の層（３ｍ）および／または前記第２の層（３ｐ）が、ラスターイメージを形
成することを特徴とする請求項２６または請求項３９に記載の多層体。
【請求項４１】
　前記第１の層（３ｍ）および／または前記第２の層（３ｐ）が、１つ以上の光学的な偽
造防止模様を形成することを特徴とする請求項２６または請求項４０に記載の多層体。
【請求項４２】
　前記第１の層（３ｍ）および／または前記第２の層（３ｐ）が、例えば、アンテナ, コ
ンデンサー, コイル、または、有機物半導体素子などの電子部品を形成することを特徴と
する請求項２６または請求項４１に記載の多層体。
【請求項４３】
　前記多層体がフィルム体、特に搬送フィルム，ホットスタンプフィルムまたはラミネー
トフィルムなどであることを特徴とする請求項２６または請求項４２に記載の多層体。
【請求項４４】
　前記第１の層（３ｍ）および／または前記第２の層（３ｐ）が、液晶の配向のための配
向層を形成していることを特徴とする請求項２６ないし請求項４２に記載の多層体。
【請求項４５】
　前記配向層が、液晶の配向のための回折性を示しかつ局所的に異なる配向がなされた構
造を有しているので、偏光の下で見ると、前記液晶が、例えばロゴのような情報アイテム
を表現することを特徴とする請求項４４に記載の多層体。
【請求項４６】
　回折性を示す第１の凹凸構造部（４０）が、複製層（３０）の第１の領域の中に形成さ
れ、
　第１の層（３０ｍ）が、前記複製層（３０）には前記凹凸構造部が形成されていない第
１の領域の中と第２の領域の中とで前記複製層（３０）に、前記複製層（３０）によって
定義される平面について一定の面密度で付与され、
　前記感光層または洗浄マスク（８）が前記第１の層（３０ｍ）を通して露光されるので
、
　前記感光層または感光性の洗浄マスク（８）は、前記第１および前記第２の領域の中の
前記第１の凹凸構造部により異なる露光がなされ、
　そして、前記第２の層（３１ｍ）が、前記第２の領域には無いが前記第１の領域の中に
あるか、または、前記第１の領域には無いが前記第２の領域の中にあるマスク層としての
前記露光した感光層または洗浄マスク（８）を使用して取り除かれることを特徴とする、
　部分的に形成された第２の層（３１ｍ）を有する多層体（２００）の請求項1に記載の
製造方法。
【請求項４７】
　前記感光層または感光性の洗浄マスク（８）が、前記第２の層を通して露光されること
を特徴とする請求項４６に記載の製造方法。
【請求項４８】



(6) JP 4809849 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

　前記複製層が、露光マスクの搬送層に適用されることを特徴とする請求項４６または請
求項４７のいずれかに記載の製造方法。
【請求項４９】
　前記感光層が、前記第２の層に適用されることを特徴とする請求項４６ないし請求項４
８のうちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項５０】
　前記第２の層が、前記感光性の洗浄マスクに適用されることを特徴とする請求項４６な
いし請求項４９のうちいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項５１】
　部分的に形成された追加層を有する追加多層体（１７０）を製造するための露光マスク
として請求項２６に記載の多層体を使用することを特徴とする使用方法。
【請求項５２】
　露光用マスク（２００）が、追加多層体（１７０）の１つ以上の追加層を形成している
ことを特徴とする請求項５１に記載の使用方法。
【請求項５３】
　分離層が、前記露光用マスク（２００）と追加多層体（１７０）の間に配列されている
ことを特徴とする請求項５１または請求項５２のいずれかに記載の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複製層と、第１の凹凸構造部を有するレジスト配置を利用して複製層上に部
分的に配置されかつ形成された少なくとも一つの第１の層とを有する多層体、および、そ
の製造方法に関する。
【０００２】
　これらの構成要素は、光学素子または遠隔通信の分野におけるレンズ系としても適して
いる。
【背景技術】
【０００３】
　特許文献１には、偽造対策としてのホログラムが備えられたシーリングフィルムの製造
方法が記載されている。
【０００４】
　この場合、樹脂フィルムは、回折性を示す凹凸構造部を浮き出させる工程の後で、その
全表面上に金属被覆処理がなされ、それから、凹凸構造が施された回折性を示す凹凸構造
部を有する精密なレジスト配置（整合関係）の下で、領域に関連した仕方でエッチング処
理される。
【０００５】
　また、特許文献２には、フィリグリー模様を有した偽造防止部材の製造方法が記載され
ている。その模様は、金属層に覆われかつ金属層が除去された透明な領域に囲まれた回折
性を示す構造によって形成されている。
【０００６】
　フィリグリー模様の輪郭は、金属コーティングされた搬送物質中に窪みとして取り入れ
られ、この場合、同時に、窪みの底部には回折性を示す構造が備えられ、それから、その
窪みが保護用ラッカーによって満たされて、余分な保護用ラッカーはスクレーパーのヘラ
によって取り除かれる。
【０００７】
　保護用ラッカーを塗布した後で、保護されていない透明な領域の中で、金属層は、エッ
チングによって取り除かれる。
【０００８】
　その窪みは、約１μｍと５μｍとの間であるが、一方で、その回折性を示す構造は、１
μｍより大きい高さの違いを有していてもよい。
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【特許文献１】ＧＢ　２　１３６　３５２　Ａ
【特許文献２】Ｅ　０　５３７　４３９　Ｂ２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、精密なレジスト配置の下でのエッチング処理はコストが掛かるだけでな
く、公差の調整と費やされる工程とによって到達可能な解像度が制限される。
【００１０】
　また、繰り返しの過程において、精密なレジスト配置の下で、幾何学的配置の調整過程
を必要とする前記工程は、微細構造を扱うときには役に立たない。
【００１１】
　さらに、ある領域を覆う連続的な金属領域では、保護用ラッカーを削り取る作業を実施
するのは「隙間」がないので困難である。
【００１２】
　本発明では、層自体が存在しない領域を有する層を、費用を掛けずに、高水準の精密さ
で整合関係に付与することを可能とした多層体、および、多層体の製造方法を提供するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によれば、前記目的は、部分的に形成された第１の層を有する多層体を以下に示
すようにして製造する方法により達成される。
【００１４】
　すなわち、回折性を示す第１の凹凸構造部を多層体の複製層の第１の領域中に形成し、
第１の領域中の複製層と、複製層によって境界が定められた平面については一定の面密度
を有しかつ複製層の中に凹凸構造部が形成されていない第２の領域と、に第１の層を付与
し、前記第１の層か、または、感光性の洗浄マスクに付与された感光層を、複製層として
、そこに付与することにより、前記感光層または前記洗浄マスクは、第１および第２の領
域中の第１の凹凸構造部によって異なる露光がなされ、そして、露光された感光層または
洗浄マスクを使って、第２の領域中には無いが第１の領域中にはあるか、あるいは、第１
の領域中には無いが第２の領域中にある第１の層をマスク層として取り除く。
【００１５】
　さらに、前記目的は、複製層を有する多層体と、複製層上に配置されかつ部分的に形成
された少なくとも１つの第１の層と、によって以下に示すようにして達成される。
【００１６】
　すなわち、複製層の第１の領域中に、回折性を示す第１の凹凸構造部を形成し、複製層
の第２の領域中の複製層の中には第１の凹凸構造部を形成せず、第１の凹凸構造部の配置
によって決定された方法で、第１の層を部分的に取り除くことによって、第２の領域中に
は無いが第１の領域中にはあるか、あるいは、第１の領域中には無いが第２の領域中には
ある、第１の凹凸構造部をもつ精密なレジスト配置を利用して第１の層を取り除く。
【００１７】
　さらに、前記目的は、部分的に形成された第２の層を有する多層体の製造の方法によっ
て以下に示すようにして達成される。
【００１８】
　すなわち、多層体の複製層の第１の領域中に回折性を示す第１の凹凸構造部を形成し、
第１の領域中の複製層と、複製層によって境界が定められた平面については一定の面密度
をもちかつ複製層の中に凹凸構造部が形成されていない第２の領域と、に第１の層を付与
し、感光層または感光性の洗浄マスクを第１の層を通して露光することにより、前記感光
層または前記洗浄マスクは、第１および第２の領域中の第１の凹凸構造部によって異なる
露光がなされ、そして、露光された感光層または洗浄マスクを使って、第２の領域中には
無いが第１の領域の中にはあるか、あるいは、第１の領域中には無いが第２の領域中にあ
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る第２の層をマスク層として取り除く。
【発明の効果】
【００１９】
　層自体が存在しない領域を有する層を、費用を掛けずに、高水準の精密でレジスト配置
に付与することを可能とした多層体、および、多層体の製造方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　部分的には形成されていない追加層をもった追加多層体を形成するためには、本発明に
係る露光マスクとしての多層体を使用するのが理想的である。
【００２１】
　この点については、露光マスクが複製層を有し、回折性を示す第１の凹凸構造部が複製
層の第１の領域中に形成され、第１の凹凸構造部は、複製層の第２の領域中で複製層には
形成されず、第１の凹凸構造部が複製層に形成されない中で、第１の層が第１の領域およ
び第２の領域中の複製層に付与されるので、第１の層を通して露光された感光層または感
光性の洗浄マスクが、それぞれ第１の領域中および第２の領域中で、第１の凹凸構造部に
より異なる露光がなされる。
【００２２】
　本発明では、第１の領域中の回折性を示す凹凸構造部が、その領域中の複製層に付与さ
れる第１の層の物理的特性、例えば、有効厚、または、光学的密度などに影響を与えるこ
とにより、第１の層の透過特性が、第１の領域と第２の領域とでは異なることを利用して
実現することを基礎としている。
【００２３】
　ところで、露光工程において、第１の層に隣接した感光層が第１の層、すなわち、機能
層を通して露光される過程では、第１の層が、第１の層それ自体を部分的に除去するため
の「マスク層」として使用されている。
【００２４】
　従来の工程によって付与されたマスク層上で、マスク層が余計な調整の手間と費用とを
掛けずに精密なレジスト配置（整合関係）に配置されることは有益である。
【００２５】
　第１の層は、複製層に形成された構造の不可欠な構成要素である。その凹凸構造部のズ
レだけが第１の層の位置のズレに影響を与えるので、第１の凹凸構造部と、同一の物理的
特性を有する第１の層の領域と、の間で横ズレは生じない。
【００２６】
　同一の物理的特性を有する第１の層の領域の配置は、正確に第１の凹凸構造部が有する
レジスト配置となっており、これ以上のズレは生じない。
【００２７】
　また、第１の層は、２つの機能を有する層である。すなわち、第１の層は、一方で、製
造工程の間、高度に精密な露光マスクの機能を果たし、他方で、製造工程が完了すると、
高度に精密に配置された機能層を形成する。
【００２８】
　このような機能層としては、例えば、ＯＶＤ層や、導電経路、例えば、有機半導体素子
のような電気的素子などがある。
【００２９】
　さらに、本発明によって、非常に高い解像度に形成された層を製造することができ、達
成可能なレジストレーションおよび解像度の程度は、公知の腐食処理工程によって達成可
能なものより約１００倍優れている。
【００３０】
　第１の凹凸構造部の構造要素の幅が、可視光の波長領域（約３８０ｎｍ～７８０ｎｍ）
だけでなく、それより小さくてもよいので、非常に微細な輪郭を有するパターン領域を形
成することができる。
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【００３１】
　このことは、従来まで使用された腐食処理工程と比較して、この点においても、大きな
利点が達成され、本発明によって、複製および偽造に対して、従来に比べて、一層高い安
全基準を有する偽造防止模様が形成可能であることを意味している。
【００３２】
　例えば、線や点をそれぞれ、５μｍより小さく、特に約２００ｎｍの小さい幅や直径の
高水準の解像度で形成することができる。好適には、約０．５μｍと５μｍとの間のオー
ダー、特に約１μｍオーダーの水準の解像度が達成される。
【００３３】
　これに対して、レジスト配置の調整を含む工程では、非常に大きな手間と費用を掛けた
ときだけ、１０μｍより小さい線幅を満たすことができる。
【００３４】
　ところで、第１の層は、好適には、複製層上へのスパッタリング，蒸着または噴霧によ
って付与される。
【００３５】
　スパッタリング工程は、その含む工程により、物質の向き付けられた付与を伴うので、
凹凸構造部が備えられた複製層に、この複製層によって境界が定められた面に関して一定
の面密度で、スパッタリングによって、第１の層の物質を付与するときに、その物質は局
所的に異なる厚さで堆積する。
【００３６】
　第１の層が蒸着および噴霧によって付与されるときには、その含む工程により、少なく
とも部分的には、向きづけられた物質の付与も好適に実現される。
【００３７】
　ところで、多層体は、薄膜体であっても、あるいは、剛性体であってもよい。薄膜体は
、例えば、書類や、紙幣や、偽造対策を施した同様のものに適用するのに使用される。
【００３８】
　多層体は、ＯＶＤのデザインによる完璧なレジスト配置を利用して部分的な腐食処理（
Demetallisierungsverfahren）を行うような本発明に係る工程により形成可能であり、紙
に織り込むか、あるいはカードの中に取り込むための偽造防止用の細線を含んでいてもよ
い。
【００３９】
　本発明により、機能的な構造または回折性を示すデザイン要素を有するレジスト配置に
よって部分的に腐食処理された層が、ＩＤカードのような剛性体や、センサー素子の基盤
、あるいは、携帯電話のハウジングシェル部分にも有効に利用できる。
【００４０】
　そのような層は、複製層を導入してからインジェクションモールディングツールを使う
か、あるいは紫外線ラッカーを使ってパンチまたはダイを形成することにより、複製層を
直接構造化することによって提供できるが、上述の方法は追加多層体を作成するための露
光マスクを製造するのにも使用できる。
【００４１】
　本発明に係る露光マスクは、他の偽造防止用の部材またはそれと同様の物のための大量
生産工程では達成し得ない、特に高水準の解像度において優れている。
【００４２】
　このような多層体は、例えば、レンズ系の光学素子，露光マスクおよび投影マスクに適
しており、また、これらがパスポートの写真や，所有者のサインや、全文章などのドキュ
メントの境界領域を覆っている場合には、偽造防止用の文章やＩＤカードのための偽造防
止模様に適している。
【００４３】
　また、それらの多層体は、遠隔通信分野における構成素子や装飾的な要素としても使用
することができる。
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【００４４】
　多層体が、数字を含むドキュメントの表示窓、あるいは、それと同様の物の中に偽造対
策として配置される場合には、それは一層魅力的なものであることがわかる。 
【００４５】
　特に、光り輝いてフィリグリー模様に見える新しい偽造防止模様は、本発明に係る工程
によって製造可能である。
【００４６】
　具体的には、例えば、第１の層のラスタリングを形成することによって、透過光モード
における半透明なイメージを生成することができる。
【００４７】
　しかも、第１の情報アイテムは、反射光モードにおいて、そのような窓の中に見えるよ
うに表示でき、第２の情報アイテムは、透過光モードにおいて、見えるように表示できる
。
【００４８】
　このような本発明の有利な構成は、付随的な請求項の中で述べられている。それは、第
１の層を複製層に全表面上に、好適には蒸着によって付与することにより、有利に提供さ
れる。
【００４９】
　光学的密度の違いは、一定の光学的密度が与えられた領域で、第１の層の変則的な付与
により生じさせることができるので、回折構造は、この方法によって形成できる。
【００５０】
　第１の層は、第１の層が実質的に不透明で、好適には、１．５より大きい光学的密度を
もつような厚さで複製層に付与される。
【００５１】
　驚くべきことではあるが、回折性を示す凹凸構造部が有する領域の伝導率は、第１の層
の不透明性が増大することによって増大し得ることが知られている。
【００５２】
　例えば、通常、不透明と認識されるような、そして、通常、その高い光学的密度(例え
ば、光学的密度が５)によりマスク層としては使用されることがないような層を通過して
きた光に対応した光量で露光が行われる場合には、特に良い結果を得ることができる。
【００５３】
　そして、第１の層が、２と７の間の光学的密度を有するような厚さで、複製層に、その
全表面上に付与される場合には、そのことは特に有益である。
【００５４】
　好都合なことに、第１の層は、金属層か、または、合金の層によって形成されているの
で、そのような層にはスパッタリングのような試行錯誤的工程を適用できる。
【００５５】
　そして、薄い層厚が含まれているときは、そのような層は、すでに十分な光学的密度を
有している。
【００５６】
　しかしながら、第１の層は、それらの光学的密度を増大させるために、例えば、ナノパ
ーティクルまたはナノスフェアを使った、例えば、着色、または、塗装が可能な非金属層
であってもよい。
【００５７】
　さらに、第２の凹凸構造部は、第２の領域中の複製層に形成され、そして、複製層に第
１の凹凸構造部として形成されており、第２の凹凸構造部は、第２の領域中の第１の層の
透過率に関して、第１の領域中の第１の層の透過率を増大させる回折性を示す凹凸構造部
となっている。
【００５８】
　この目的のために、第１の構造を第２の構造よりも大きな凹凸構造の深さで形成しても
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よい。
【００５９】
　しかも、空間的周期と第１の構造の凹凸構造の深さとの積は、空間的周期と第２の構造
の凹凸構造の深さとの積より大きくなっている。
【００６０】
　これにより、第１の領域中および第２の領域中の、複製層の凹凸構造部の外形形状によ
って、第２の領域中に付与された層に関係して、第１の領域中の複製層に付与された層の
透過率を増大させることもできる。
【００６１】
　さらに、第２の領域において、第２の凹凸構造部は、複製層と第１の層との間の境界層
が実質的に平坦であるようなものであってもよい。
【００６２】
　そして、第１および第２の凹凸構造部の光学的密度に関して、特に大きな違いを生じさ
せるために、回折性を示す凹凸構造部は、個々の構成要素に関して大きな深さ対幅比、特
に、０．３より大きな深さ対幅比を有しており、この回折性を示す凹凸構造部は、第１の
領域中の第１の凹凸構造部として形成可能であり、そして、第２の凹凸構造部は、小さな
深さ対幅比を有した凹凸構造部として形成可能である。
【００６３】
　また、第１の層の層厚に関して適当な選択をすることによって、その種の特別な回折性
を示す凹凸構造部を利用することにより、第１の領域中および第２の領域中の、第１の層
の光学的密度において、すでに肉眼で見分けられる程度に、非常に大きな違いを形成可能
にしている。
【００６４】
　しかしながら、驚くべきことではあるが、第１および第２の領域における透過率の、そ
のような大きな違いは、本発明による工程の実施のためには、必ずしも必要ではないこと
がわかった。
【００６５】
　薄い蒸着層を含んでいるときには、深さ対幅比についての僅かな違いを有する構造は、
透過率についても、常に比較的僅かな違いを有している。
【００６６】
　しかしながら、第１の層の層厚と、平均の光学的密度とを増加させることによって、比
較的僅かな違いでさえも増強することができる。
【００６７】
　このように、第１および第２の領域中の、第１の層の透過率の違いが、すでに、ほんの
僅かなものとなっている場合には、良い結果が得られる。
【００６８】
　したがって、第１の層は、数ナノメートルオーダーの大きさの非常に薄い層であっても
よい。
【００６９】
　複製層によって境界が定められた平面に一様な面密度で付与された第１の層は、小さな
深さ対幅比を有する領域に比べて、大きな深さ対幅比を有する領域で、かなり薄くなって
いる。
【００７０】
　無次元の深さ対幅比は、好適な周期的構造、例えば、サインの平方の外形形状を有する
表面形状の構造などを拡大するための特性である。
【００７１】
　ここで「深さ」とは、そのような構造の連続的な点のうち、最も高い点と最も低い点と
の間の空間、すなわち、「山」と「谷」との間の空間であり、２つの隣接した最高点の間
の空間、すなわち、２つの「山」の間の空間を「幅」と称している。
【００７２】
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　ところで、深さ対幅比が大きいほど、それに対応して「山の側面」は急勾配となり、「
山の側面」に堆積する第１の層は薄くなる。
【００７３】
　垂直な側面をもった構造の場合、例えば、方形の格子に場合には、一層高レベルの透過
性を生成し、特に深さ対幅比の増加による透明性の効果も観測される。
【００７４】
　しかしながら、このことは、このモデルが適用されない構造をも含めることができる。
例として、２つの「谷」の間の空間が「谷」の深さに比べて数倍大きいような場所では、
「谷」の中だけにある線に断続的に配置された領域を含んでもよい。 
【００７５】
　上述の定義を形式的に適用すると、その方法で計算された深さ対幅比は近似的に０とな
り、特徴的な物理的条件を反映しない。したがって、実質的に「谷」だけからなる断続的
に配置された構造の場合には、「谷」の深さが「谷」の幅と関係する可能性がある。
【００７６】
　これは、驚くべきことではあるが、すでに知られているように、その点において、大き
な深さ対幅比をもった領域が透明であることは重要ではない。
【００７７】
　これは、例えば、ホログラムまたはキネグラム（Ｋｉｎｅｇｒａｍ；登録商標）の偽造
防止模様の光学的活性領域を形成するような構造を含んでいてもよい。
【００７８】
　唯一考慮すべき重要なことは、それらの領域が、それらの透過特性か、または、他の領
域と比較して小さいか大きい光学的密度か、によって決まることである。
【００７９】
　好都合なことに、第２の凹凸構造部は、光学的に活性な構造、好適には回折性を示す構
造となっている。
【００８０】
　その光学的活性領域を実現する構造は、光を回折、光を屈折、反射および透過もすべて
か、または、光を散乱するミクロまたはナノ構造である。
【００８１】
　そのような構造としては、例えば、線状の格子またはクロス状の格子のような格子構造
，ホログラムのような像を生成する構造またはシネラマ，等方性または非等方性のマット
構造，２重または連続フレネルレンズ，マイクロプリズム，マイクロレンズ，ブレイズド
回折格子，結合構造，マクロ構造などを含んでいてもよい。
【００８２】
　第１の領域中の第１の層の除去後に、上述の光学的に活性な構造が、第１の層が有する
精密なレジスト配置を利用して堆積するので、高度な耐偽造性をもった偽造防止模様が、
この方法によって形成される。
【００８３】
　この場合、第１および第２の凹凸構造部は、所望の回折性を生じさせるための、例えば
、向き、細かさなどの１つ以上の凹凸構造定数を含むか、例えば、外形形状が変化するキ
ネグラムなどの凹凸構造部を含むことができる。
【００８４】
　この種の構造の目的は、凹凸構造部が複製層に形成されている領域中で、第１の層の透
過特性の変化を達成するだけでなく、さらに、反射層または光学的な分離層に堆積した光
学的に可変なデザイン要素として作用する機能を達成する。
【００８５】
　この種の第１の凹凸構造部の他に、この種の第２の凹凸構造部が複製層に形成される場
合にも、第１の構造部および凹凸構造部は、好適には、第１の層の透過特性に関して適切
な１つ以上の変数が異なっており、それゆえ、例えば、凹凸構造の深さ、または、深さ対
幅比などが異なっている。
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【００８６】
　このように、例えば、２つのシネラマの偽造防止模様は、フィリグリー加工による線状
パターンを有する部分的なレジスト配置を利用して、複製層に形成可能である。 
【００８７】
　第１のキネグラム（Ｋｉｎｅｇｒａｍ；登録商標）によって第１の凹凸構造部が形成さ
れ、第２のキネグラムによって第２の凹凸構造部が形成されている。
【００８８】
　２つのデザインの凹凸構造部では、他の構造定数が同様であっても、一般的に深さ対幅
比が異なっている。 
【００８９】
　このように、３つの構造の「グループ」、すなわち、第１のキネグラムの中のグループ
Iの構造、第２のキネグラムの中のグループIIの構造、および、バックグラウンドの中の
グループIIIの構造が備えられている。
【００９０】
　第１の工程において、デザインされた第１のキネグラムの領域中で残りが取り除かれて
も、第１の層、例えば、銅層のような蒸着された金属層が残される。
【００９１】
　それから、別の材料（例えば、アルミニウム）が全領域上に蒸着され、そして、適当な
工程を実行することによって、バックグラウンド領域で取り除かれる。
【００９２】
　その工程では、レジスト配置を利用することにより部分的な金属被覆処理がなされ、見
る人に面した金属層(銅，アルミニウム) に、異なる２つのデザインを施すだけの余裕が
ある。
【００９３】
　さらに、その工程では、感光性の洗浄マスクとして２つの特徴をもった感光性物質が付
与され、そして、その感光層または感光性の洗浄マスクは、その露光量および露出時間で
もって第１の層を通して露光され、その感光層または感光性の洗浄マスクは、第１の層の
透過率が第１の凹凸構造部によって増大され、第２の領域では活性化されない第１の領域
で活性化することができる。
【００９４】
　第１および第２の領域の光学的密度が互いにほんの僅か異なっている場合には、驚くべ
きことではあるが、すでに前に説明したように、高い平均の光学的密度を基礎とすること
により可能となるという点で、本発明による工程が使用できる。
【００９５】
　本発明の優れた構成では、感光層または洗浄マスクは、第１の層を通して紫外線により
露光される。
【００９６】
　第１の層の透過特性について、特に紫外線の波長域では、第１および第２の領域中の凹
凸構造部の異なる形状による達成可能な違いが、はっきりとわかることが実験により示さ
れている。このように露光作用のために紫外線を用いた場合に、特に良い結果を達成でき
る。
【００９７】
　露光作用によって活性化され洗浄工程において取り除かれる感光性の洗浄マスクの領域
と、そこに配置された第１の層の領域とに関しては、感光性の洗浄マスクを感光層として
使用できるが、感光層を露光作用の後に現像し、それから、第１の層のためのエッチング
マスクを形成するような層を含めてもよい。
【００９８】
　さらに、第１の凹凸構造部によって第１の層の透過率が高められ、それから、露光によ
って活性化される感光層が、第１の層のためのエッチング剤を形成する第１の領域に存在
していてもよい。
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【００９９】
　感光層は、陽画のフォトレジストから形成可能なフォトレジストであっても、あるいは
、陰画のフォトレジストから形成可能なフォトレジストであってもよい。その方法では、
同じ性質の状態にある複製層を使って、第１の層の異なる領域を取り除くことが可能であ
る。
【０１００】
　しかも、感光層は光機能高分子により形成され、第１の層のためのエッチング剤として
は、例えば、アルカリまたは酸などが使用できる。 
【０１０１】
　さらに、第１の層は、ほんの一部が取り除かれ、予め決まった透明性の程度に到達する
とすぐにエッチング作用が阻止される。
【０１０２】
　それによって、例えば、局所的に異なる透明性に基づいた偽造防止模様が製造可能とな
る。
【０１０３】
　例えば、アルミニウムが第１の層として使用される場合には、ＮａＯＨまたはＫＯＨの
ようなアルカリは、均一に作用するエッチング剤として使用できる。また、ＰＡＮ(リン
酸化物，窒素酸化物および水の混合物)のような酸性媒質を用いることもできる。一般に
、反応速度はアルカリの濃度と温度とに伴い上昇する。 
【０１０４】
　また、工程定数の選択は、過程の再現性と、多層体の耐性とに依存する。
【０１０５】
　アルカリを使ったエッチングを行う際に影響を与える要素としては、一般に、エッチン
グ漕の構成、特に、エッチング剤の濃度，エッチング漕の温度，そして、エッチング漕で
エッチングされる層に流入する流れの状態がある。
【０１０６】
　エッチング漕中のエッチング剤の濃度に関する一般的な変数の範囲は０．１％と１０％
との間の範囲にあり、温度に関する一般的な変数の範囲は２０℃と８０℃との間の範囲に
ある。
【０１０７】
　第１の層に対するエッチング作用は電気化学的に促進することができ、エッチング作用
は、電気的な電圧の作用により強化される。
【０１０８】
　一般に、その作用は一様であるので、構造によって変わる表面積の増加に伴い、エッチ
ングの効果は一層強くなる。
【０１０９】
　芳潤剤，緩衝物質，反応抑制剤，活性剤，触媒のような一般的な電気化学的な添加剤、
および、例えば、酸化物層を取り除くための同様のもによって、エッチング過程を促進す
ることができる。
【０１１０】
　それによって、エッチング過程の間に、エッチングの速度が遅くなる第１の層に関連す
る境界層の中では、エッチング過程に関わるエッチング媒体または強化剤が消耗する可能
性がある。
【０１１１】
　エッチング媒体を強制的に撹拌することによって、可能な限り適当な流れを生じさせる
か、あるいは、超音波の刺激によりエッチング特性を改善する。
【０１１２】
　さらに、エッチング過程は、エッチングの結果を最大限に引き出すために、時間的な温
度プロファイルを有していてもよい。
【０１１３】
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　例えば、エッチングは、最初は低温状態から始めて、それから、作用周期を増すことに
よって、昇温された状態で作用させてもよい。細長いエッチング漕を通して多層体が引き
出される場合には、異なる温度領域によるエッチング漕中の空間的な温度勾配によって、
それは好適に実施される。
【０１１４】
　エッチング過程において、第１の層の最後の数ナノメートルの部分は、他の部分に比べ
てエッチングに対する堅牢性と耐性とを備えていることがわかる。したがって、最後の層
の残りの部分を取り除くために、エッチング工程に対する僅かな機械的な補助が役に立つ
。
【０１１５】
　上述の堅牢性は、おそらく第１の層が複製層上に形成されたときに境界層において生じ
た現象によって、第１の層についてのほんの僅かに異なる構成が原因となっている。
【０１１６】
　この場合には、多層体をファインクロスで覆われたローラー上に通過させることによる
拭き取り過程によって、第１の層の最後の数ナノメートルの部分をできるだけ取り除く。
そして、そのクロスは多層体を傷つけることなく第１の層の残りの部分をぬぐい去る。
【０１１７】
　したがって、エッチング工程には、液体で洗い流すような最終処理を含む必要はない。
また、エッチング工程は、例えば、プラズマエッチングのような「ドライ工程」であって
もよい。さらに、レーザー除去は、第１の層の剥離のためには有効であることが知られて
いる。
【０１１８】
　大きな深さ対幅比を有する構造や、２つの隣接した立ち上がった部分の間の代表的な空
き具合が入射光の波長より小さい構造、いわゆる０次構造、特に凹凸構造の場合には、た
とえ反射層の反射率が高くて鏡面反射を起こす領域であっても、入射光の大部分を吸収す
ることができる。
【０１１９】
　レーザー放射が広がった領域で吸収される場合には、反射層中の第１の層は合焦したレ
ーザービームによって照射され、同様に反射層は大きな深さ対幅比をもった上述の構造を
有しており、強い吸収性を有する領域では温度が上昇する。
【０１２０】
　反射層の除去または融解、あるいは、反射層の物質の凝固が起きている場合には、高レ
ベルのエネルギー導入によって反射層を局所的に取り除くことができる。
【０１２１】
　レーザーによるエネルギー導入は短い時間的周期でのみ有効であり、このように熱透過
率の効果がほんの僅かしかない場合には、除去または凝固が凹凸構造部によって予め決め
られた領域でのみ生じる。
【０１２２】
　レーザーによる除去に影響を与える要素には、構造化された感光性または洗浄性のラッ
カー層のように、それの上か下に、それを覆う追加層を有する可能性がある第１の層はも
ちろん、凹凸構造部の形状（空間的周期，深さ，向き，外形形状），光の波長，偏光，入
射光放射の入射角，作用の継続時間（時間に依存する強度），レーザー放射の局所的照射
線量，第１の層の特性と吸収特性などがある。
【０１２３】
　とりわけ、Ｎｄ：ＹＡＧレーザーは、レーザー処理に適していることが知られている。
それは、約１０６４ｍｍの波長の光を放射し、好適には、パルスモードの変調により操作
されている。
【０１２４】
　また、ダイオードレーザーを使用してもよい。レーザー放射の波長は、周波数の変化、
例えば、共振によって変化させることができる。



(16) JP 4809849 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

【０１２５】
　レーザービームは、例えば、ガルバノメーターミラーと焦点レンズとを利用した、いわ
ゆるスキャン装置などを使って多層体に入射される。
【０１２６】
　スキャン操作の間に、照射領域において、ナノ秒からマイクロ秒の範囲で継続するパル
ス光が放射され、そのパルス光が、その構造によって予め決まる上述の除去、あるいは、
第１の層の凝固を行う。
【０１２７】
　パルスの継続時間は、一般にミリ秒を下回っており、好適には数マイクロ秒か、それよ
り短い範囲にある。このように、ナノ秒からフェムト秒のパルス継続時間を使用すること
は実際に可能である。 
【０１２８】
　第１の層へのレーザー放射の到達を部分的に阻止する過程で、構造化された形状の中に
存在する感光層または洗浄マスクを自己参照する限りにおいては、レーザービームの正確
な位置決めは必要ない。
【０１２９】
　その過程は、好適には、レーザービームが描く輪郭と、隣接したパルスの重なりとに関
して適当な選択をすることによって、さらに最適化される。
【０１３０】
　しかしながら、複製層に配置されるか、あるいは感光層に開けられるか、または、凹凸
構造部を有しかつマスクを洗い流すレジスト配置を利用して、多層体上でレーザーの経路
を十分制御できるので、同一の凹凸構造部をもつか、感光層に開口部をもつかもたないか
によって、マスクを洗い流す僅かな領域が照射される。
【０１３１】
　例えば、カメラシステムは、そのような制御に使用できる。具体的には、点または線上
にレーザーを合焦させる代わりに、短く放射するフラッシュ光のようにパルス制御した面
発光装置を使用することもできる。
【０１３２】
　第１の層が、レーザー放射に関して透過的な１つ以上の追加層によって両側が覆われ、
かつ、それが例えばエッチング媒体に直接アクセスできない場合であっても、凹凸構造部
が有するレジスト配置を利用して、第１の層の部分的な除去が可能であるという事実が、
とりわけレーザーによる除去工程の利点となっている。
【０１３３】
　ところで、第１の層はレーザーによって少しだけ破壊される。すなわち、第１の層の物
質は、僅かに照射された領域で少しだけ透明性に影響を与える小さな集合体、または、見
る人には光学的には見えないような小さいボールに幾度も破壊される。
【０１３４】
　第１の層が直接到達可能な場合には、レーザー処理後にまだ残っている複製層上の第１
の層の残存物は、その次の洗浄処理によって選択的に除去できる。その第１の層のエッチ
ングの後で、エッチングマスクの残留物が取り除かれる。
【０１３５】
　本発明の優れた構成によって、第２の層は、第１の層が取り除かれた領域の中に後から
導入することができる。さらに、第１の層が取り除かれ、そして、第３の層によって置き
換えられる。
【０１３６】
　したがって、本発明に係る工程においては、層の部分的な除去が制限されることはない
。
【０１３７】
　しかしながら、本発明に係る工程では、層の境界を利用するのための追加工程の処理、
または、追加領域を形成してもよい。
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【０１３８】
　また、差異を生じさせるために光学的密度の違いを利用する場合には、工程の処理を繰
り返してもよい。
【０１３９】
　さらに、これらの工程が導電性の層または無電流の電気的刺激に適した層を含んでいる
場合には、第１の層や第２の層や第３の層は、電気的刺激により強化するために使用でき
る。
【０１４０】
　上述の工程にしたがって製造された多層体により、第２の領域は、第１の領域によって
包囲された２つ以上の部分的な領域によって構成され、光学的に活性な第２の凹凸構造部
が、第２の領域中の複製層に形成されている。
【０１４１】
　そして、第１の層は、第１の領域中で取り除かれかつ第２の凹凸構造部のもつ精密なレ
ジスト配置を利用して配置された反射層である。
【０１４２】
　そのような多層体は、好都合なことに、偽造防止性を備えた偽造防止部材として使用で
きる。それらは、本発明と同様の工程によって形成されるので、特に線の細い線幅自体が
、すでに偽造防止性を備えている。
【０１４３】
　さらに、それらの回折性を示す構造と、精密なレジスト配置における反射層に関係した
、それらの配置とによって、それらの細線は、極端な困難さによってだけ模倣可能な光学
的効果を生成することができる。
【０１４４】
　また、このような多層体には、例えば、転写フィルム，特にホットスタンピングフィル
ムまたはラミネートフィルムを含めることができる。
【０１４５】
　さらに、第１の領域は、第２の領域によって囲まれた２つ以上の部分的な領域によって
構成されるか、または、それとは反対に構成され、また、第１の層は、第２の領域の中で
取り除かれ、かつ、このように第１の凹凸構造部を有する精密なレジスト配置を利用して
配置される反射層である。
【０１４６】
　本発明の優れた構成によって、第２の領域の部分的な領域または第１の領域の部分的な
領域は、２ｍｍより小さい、好適には１ｍｍより小さい幅となるように提供される。
【０１４７】
　さらに、本発明の優れた構成によって、本発明と同様の多層体の中で、第２の層が、第
１の層が取り除かれた複製層の領域に配置される。
【０１４８】
　例えば、第１の層や第２の層には、ＴｉＯ２またはＺｎＳのような絶縁体、または半導
体が形成される。この場合には、第１の層と第２の層とが異なる屈折率を有しているので
、光学的効果は、この異なる屈折率によって生じる。
【０１４９】
　第１の層や第２の層には、例えば、一方の層を導電体として形成でき、他方の層を電気
的絶縁体として形成できるように、両方の層が透明な層として形成可能な点で高分子を使
用してもよい。例として、第１の層や第２の層は、電気素子，例えば、アンテナ，コンデ
ンサー，コイルまたは有機半導体素子を形成することができる。
【０１５０】
　上述したように、本発明と同様の工程によって、精密なレジスト配置に配列可能な追加
層を多層体上に備えることができる。
【０１５１】
　層の部分的な除去あるいは部分的な腐食部の連続体、および、第１および第２の領域中
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の構造を有する連合体が、異なる回折性を示す構造が互いに組み合わされている領域中で
形成されるように選択されている。
【０１５２】
　これには、例えば、異なる深さ対幅比を有しかつバックグラウンドの正面に配置された
第１のキネグラムおよび第２のキネグラムが使用される。
【０１５３】
　その例において、蒸着された銅層は、第１のキネグラムの偽造防止模様の領域の中にだ
け残されている。そして、アルミニウムは、全表面上で蒸着によって付与され、適当な工
程を実行することによって、バックグラウンド領域で取り除かれる。
【０１５４】
　これにより、レジスト配置を利用して、部分的に金属被覆の処理がなされ、かつ、見る
人に面した金属層とは異なった２つのデザインが生成される。
【０１５５】
　複製層に形成された凹凸構造部は、液晶高分子の配置のために作用するように選択でき
る。この場合において、複製層や第１の層は、液晶による配向層として使用することがで
きる。
【０１５６】
　例えば、溝形状の中の構造は、その位置で、架橋、あるいは、いくつかの他の方法によ
り、それらの方向に、それらが固定されるより前に、そのような構造に関連して液晶が配
向するような配向層の中に取り入れられる。
【０１５７】
　架橋された液晶層は第２の層を形成し、その配向層は、その構造の方向が一様に変わる
領域を有してもよい。
【０１５８】
　そのような回折性を示す構造によって形成された領域が、例えば、回転偏光をもった偏
光体を通して見られる場合には、はっきりと認識できる様々な偽造防止模様、例えば、動
きによる効果は、このように領域の偏向方向を線形的に変化させることにより生成可能で
ある。
【０１５９】
　配向層は、局所的に異なる配置がなされた液晶の配向によって回折性を示す構造を有し
ているので、偏光で見ることを考慮したときに、液晶によって、例えば、ロゴのような情
報アイテムを表現することもできる。
【０１６０】
　ところで、第１の層や第２の層は有色層として形成する。また、有色領域は後述する工
程によっても製造できる。
【０１６１】
　多層体は、本発明による工程によって、有色の感光層または洗浄マスクを使って製造さ
れる。この場合には、顔料または可溶性の染料によって着色可能である。その後で、感光
層は、第１の層を通して、例えば、紫外線によって露光される。
【０１６２】
　そして、陽画のレジストか、または、陰画のレジストかどうかによって、第１の領域の
中で固化するか、または破壊される。この場合には、陽画および陰画のレジスト層は、相
互に配置されたレジスト配置によって付与でき、同時に露光もできる。
【０１６３】
　また、この場合には、第１の層はマスクとして機能しており、そして、第１の層は、好
適にはフォトレジストに直接接触するように配置されるので、精密な露光が効果的に行わ
れる。
【０１６４】
　最終的にはフォトレジストを現像したときに、硬化されていない領域が洗浄されるか、
あるいは破壊された領域が取り除かれる。
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【０１６５】
　ところで、現像された有色のフォトレジストを使用した第１の層が、透明か、または紫
外線に関して不透明になっている領域にも、それぞれのフォトレジストへの依存性が精密
に存在する。
【０１６６】
　第１の層と同様に構成されたフォトレジスト層の、残された耐性を増大させるために、
残された領域は、好適には現像作業後に硬化するとよい。
【０１６７】
　最終的にマスクとして使用される第１の層は、多層体が、見ている人に対してだけ高解
像度のフォトレジストの「カラープリント」を有するが、他からは透明であるような拡張
へのさらなるエッチング処理によって取り除くことができる。そのような状況において、
フォトレジストはエッチングマスクとして機能する。
【０１６８】
　好都合なことに、高解像度の画素を、この方法で形成できる。本発明の範囲から離れる
ことなく、精密なレジスト配置を利用して、異なった色の画素を付与することができ、そ
れらを、例えば、点状のラスターイメージに配置できる。
【０１６９】
　第１の層に関しては、一つの工程によって、異なる多層体が最初のレイアウトで製造で
きるので、それによって、例えば、異なる露光とエッチング工程とが一緒に組み合わされ
るか、または、連続体の中で運び出される。
【０１７０】
　そして、本発明による工程を用いたときには、精密なレジスト配置を利用して連続的に
付与された層と、その位置決めとが、工程数が増加したとしても可能となる。
【０１７１】
　第１の層や第２の層が複数の部分層によって形成される場合には、特に、前記部分層が
薄膜系を形成する場合には、さらなる光学的効果を生成できる。
【０１７２】
　そして、このような部分層は異なる物質によって形成される。そのような形状では、上
述の薄膜系は、少しも利用できない。
【０１７３】
　その方法によって、例えば、ナノテクノロジーによる機能素子も製造できる。例えば、
μｍオーダーの広がりを伴うバイメタルスイッチを２つの異なる金属層によって製造する
ことができる。
【０１７４】
　さらに、本発明に係る構成によって、第１の層や第２の層が光学的パターンを形成する
。この光学的パターンには、ラスターイメージを含めることもできる。
【０１７５】
　第１の層のラスタリングの効果としては、反射層が下に敷かれかつ可能な限り異なる回
折性を示す回折構造を有するラスターの要素の他に、反射層なしで透明な領域を表すラス
ターの要素が備えられる効果も可能である。
【０１７６】
　この点に関して、マスターの効果として、振幅変調によるマスタリングか、または、領
域変調によるマスタリングかを選択できる。
【０１７７】
　注目すべき光学的効果は、このような反射性または回折性の領域および非反射性，周囲
が回折性も有し透明性を有する領域の組み合わせによって達成できる。
【０１７８】
　そのようなラスタリングイメージが、例えば、数字を含む文章の中の窓おいて、窓の中
に配列される場合には、透過光モードにおいて、透明なラスターイメージが認識できる。
【０１７９】



(20) JP 4809849 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

　入射光のモードでは、反射面によって回折する光または反射する光がないような与えら
れた角度範囲においてだけ、ラスターイメージを目で見ることができる。
【０１８０】
　さらに、そのような要素は透明な窓において使用可能なだけでなく、有色の印影にも適
用できる。
【０１８１】
　別の角度範囲では反射光によって見ることができないとしても、与えられた角度範囲に
おいては、回折構造または他の構造によって、例えば、ラスターイメージの中で有色の印
影を目で見ることができる。
【０１８２】
　さらに、適切に選択されたマスターの効果によって、それらの反射性を減少させる複数
の外向き反射領域を生成できる。
【０１８３】
　また、第１の層は完全には取り除かれないが、その層厚を単に減少させるためにも使用
できる。
【０１８４】
　例えば、光学的な特性や電気的な特性を変えるか、あるいは、装飾的な効果を生じさせ
るために、相互に重なり合った層を有する領域を形成可能な場合には、そのような構成は
、特に有益である。
【０１８５】
　複製層を使った露光マスクと、第２の層を形成するための第１の層とを使用する上述し
た工程において複製層が露光マスクの搬送層に付与される。
【０１８６】
　その工程は、好適には、上述のさらなる処理と組み合わせることもできる。すなわち、
請求項４６の工程は、請求項１の工程と同一の方法で、さらに、請求項２ないし請求項２
５の特徴と組み合わせることができる。
【０１８７】
　また、それは、請求項５１で述べられているような上述の工程で使用されている露光マ
スクにも適用される。
【０１８８】
　さらに、感光層または感光性の洗浄マスクは、第２の層上に配列され、第２の層を通し
て露光される。
【０１８９】
　上述した目的のためには、第２の層は透明な層として形成されていてはならない。第２
の層は、感光層または感光性の洗浄マスクの全領域で、光の強度を同程度に減少させるよ
うな不透明層として形成できる。
【０１９０】
　したがって、露光マスクの中での光学的密度に関する違いは維持され、露光マスクの実
際の見た目が、感光層または感光性の洗浄マスク上に生成される。
【０１９１】
　洗浄マスクを使用したときに、露光マスクと洗浄マスクとの間のビーム経路に、第２の
層が配置されないような最後の最低層として第２の層は使用できる。このような場合には
、第２の層は完全に不透明であってもよい。
【０１９２】
　そして、洗浄マスクの露光された領域を洗い流すことによって、それらの領域に配置さ
れた第２の層が取り除かれる。
【０１９３】
　好都合なことに、第２の層の取り除かれなかった領域の下に残った洗浄マスクは、保護
層の付与による周囲の環境的な影響により閉じこめられる。そして、この方法によって、
特に確実な多層体が形成される。
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【０１９４】
　さらに、本発明の優れた構成において、露光マスクは多層体に結合する。
【０１９５】
　上述したように、本発明による工程によって、多層体を形成する多くの異なる可能な方
法が使用される。そして、その工程の処理は、１回だけ使用するとは限らない。
【０１９６】
　したがって、最初から露光マスクとして形成された多層体が生成された場合には、その
とき、例えば、半導体製品の露光マスクのような従来の露光マスクとして使用することが
できる。
【０１９７】
　そのような露光マスクは、第２の多層体に、いつまでも結合していることはなく、露光
作業の後に取り除くことができる。
【０１９８】
　しかしながら、露光マスク上の層による方法によって形成するように、第２の多層体は
利用されている。
【０１９９】
　露光マスクが、露光か、または、その後に取り除かれるように用意されている場合には
、そのような除去を許すような露光マスクと第２の多層体との間に、分離層を配置するこ
とができる。
【０２００】
　さらに、本発明の優れた構成によって、露光マスクは、第２の多層体に、いつまでも結
合し、この方法によって、最終製品のようなものとして、あるいは、さらにずっと複雑な
多層体の追加層の構造物を生成する中間媒体のようなものとして利用される第３の多層体
が形成される。
【０２０１】
　上述したように、多層体は、可撓性のフィルム体や、例えば半導体チップや、例えば、
携帯電話のような電子装置の表面などの剛性体などのどちらであってもよい。
【実施例】
【０２０２】
　図１は、搬送フィルム１上に、機能層２，複製層３，金属層３ｍおよび接着層１２が配
置された多層体１００を示している。
【０２０３】
　機能層２は、その層が複数の部分層から形成されて備えられる点において、主に多層体
の力学的かつ化学的な安定性を高める作用をする層であり、さらに公知の方法によって光
学的効果を生じるように設計されている。
【０２０４】
　機能層２は、ワックスからなる層や除去される層として形成された層を含んでいてもよ
いし、機能層２を省いて複製層３を直接搬送フィルム１上に配置してもよい。
【０２０５】
　さらに、搬送フィルム１それ自体を複製層として形成してもよい。
【０２０６】
　また、多層体１００は、接着層１２により基層に接着されるような、例えば、ホットス
タンピングフィルムなどの転写フィルムの一部分であってもよい。
【０２０７】
　接着層１２は、熱の効果によって溶融して、多層体を基層の表面に取り外せないように
接着する接着剤であってもよい。
【０２０８】
　搬送フィルム１は、力学的にも熱的にも安定なＰＥＴからなるフィルムによって形成す
ることができる。
【０２０９】
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　複製層３の中に異なる構造を備えた領域を公知の工程によって形成することができる。
【０２１０】
　本実施例では、これらの領域は、回折性の構造を有する領域４と反射領域６とを含んで
いる。
【０２１１】
　複製層３上に配置された金属層３ｍは、回折性を示す構造４に対応した配置に配置され
た腐食領域１０ｄを有している。多層体１００では、領域１０ｄの部分が、透明あるいは
部分的に透明に見える。
【０２１２】
　ところで、図２～図８は、多層体１００の製造工程を示しており、図１と同一部分は同
一の符号によって記載されている。
【０２１３】
　図２は、搬送フィルム１上に機能層２と複製層３とが配置された多層体１００ａを示し
ている。
【０２１４】
　複製層３は、例えば、ホットスタンピングのような公知の工程によって多層体１００ａ
の表面に形成されている。
【０２１５】
　この目的のために、具体的には複製層３を形成するために、熱可塑性物質の複製ラッカ
ー層が、焼き付け、吹きつけ、または、ラッカリングによって付与され、そして、凹凸の
構造部が加熱ダイまたは加熱転写ローラーによって複製ラッカー層に形成される。
【０２１６】
　なお、複製層３は、例えば、転写ローラーによって構造化された紫外線硬化性の転写ラ
ッカー層であってもよい。
【０２１７】
　どのような構造化であっても、露光マスクを通過した紫外線によって生成することがで
き、この方法により、領域４と領域６とが複製層３に形成できる。
【０２１８】
　領域４は、例えば、ホログラムによる光学的活性領域やキネグラムの偽造防止模様であ
ってもよい。
【０２１９】
　ところで、図３は、金属層３ｍが例えばスパッタリングにより一様な面密度で複製層３
に付与される工程によって、図２の多層体１００ａから形成された多層体１００ｂを示し
ている。
【０２２０】
　本実施例において、金属層３ｍは、約１０ｎｍの層厚を有している。
【０２２１】
　領域４および領域６が、低いレベルの透過率、例えば１０％と０．００１％との間の透
過率となるように、すなわち、光学的密度が１と５との間（できれば１．５と３との間）
となるように、金属層３ｍの層厚が好適に選択されている。
【０２２２】
　したがって、領域４および領域６において、金属層３ｍの光学的密度、すなわち、透過
率の負の常用対数は１と３との間にある。金属層３ｍは、好適には、１．５と２．５との
間の光学的密度を含むものとする。
【０２２３】
　したがって、領域４および領域６は不透明に見えるか、あるいは、それらを見ている人
の目に光を反射するかのように見える。
【０２２４】
　層３ｍが２より大きい光学的密度を有しかつ平坦な表面に付与されるときに、層３ｍが
実質的に不透明となる層厚でもって付与されることは、ここでは特に有益である。
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【０２２５】
　金属層３ｍの透過特性上、金属層３ｍが複製層３に厚く付与されるほど、領域４の回折
性を示す構造によって生成される有効な光学層の厚さの変化による効果が大きくなる。
【０２２６】
　回折性を示す構造に起因する金属層３ｍの有効な光学的な厚さの変化は、蒸着された層
厚に近似的に比例し、それゆえ光学的密度に近似的に比例することが研究によって示され
ている。
【０２２７】
　光学的密度が透過率についての負の対数を示すので、領域４と領域６との間の透過率の
変化は、金属物質について表面に付与する量を増大させるにしたがい、比例する以上に増
大する。
【０２２８】
　しかしながら、領域６に比べて、領域４では金属層３ｍの厚さが減少するので、金属層
３ｍの光学的密度は領域４と領域６とでは異なっていることに注意すべきである。
【０２２９】
　金属層３ｍの光学的密度の応答性は、構成部分の０ではない深さ対幅比と、深さ対幅比
の増大によって減少する金属層の厚さとによる領域４の表面積の増加に依存する。
【０２３０】
　周期的構造を有する表面領域を好適に増加させることにより、ディメンションのない深
さ対幅比と空間的周期とによって模様が特徴づけられる。
【０２３１】
　このような構造によって、周期的な連続体中の「山」と「谷」が形成されている。なお
、ここでは「山」と「谷」との間の空間を深さと称すると共に、２つの「山」の間の空間
を幅と称している。
【０２３２】
　上述の深さ対幅比が大きくなるほど、それに応じて「山の側面」が急勾配になり、それ
に応じて「山の側面」上に堆積する金属層３ｍが薄くなる。
【０２３３】
　その状況が、「谷」の深さより数倍大きい間隔で互いに相対的に配列でき、断続的に配
置された「谷」を含む場合にも、その効果が観測される。
【０２３４】
　このような場合において、「谷」の幾何学を正確に記述するために、深さ対幅比によっ
て整理することにより、「谷」の深さを「谷」の幅と関係づけるべきである。
【０２３５】
　減少させた光学的密度を有する領域を生成するときに、それらの依存性に関する個別の
変数を知ること、および、適切に選択することは重要である。
【０２３６】
　光学的密度の減少の程度は基層や照明などに依存して変化していてもよい。この点にお
いて、金属層における光の吸収が重要な役割を果たす。一例として、クロムおよび銅は、
ある条件下で、ほとんど光を反射しない。
【０２３７】
　表１は、波長λ＝５５０ｎｍの光の波長において、樹脂フィルム（屈折率ｎ＝１．５）
の間に配置されたＡｇ，Ａｌ，Ａｕ，Ｃｒ，Ｃｕ，ＲｈおよびＴｉの金属層の確認された
反射率を示している。
【０２３８】
　この場合には、厚さの比εは、反射率Ｒが最大値Ｒｍａｘの２０％となるような金属層
厚ｔと、反射率Ｒが最大値Ｒｍａｘの８０％となるような金属層厚ｔとの商として定義さ
れる。
【０２３９】
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【表１】

【０２４０】
　発見的な考察の視点から、銀および金（ＡｇおよびＡｕ）は、大きな最大反射率Ｒｍａ
ｘを有しており、透明性を生成する上述の例において、金属層の光学的密度を減少させる
ような比較的小さい深さ対幅比を要求する。
【０２４１】
　一般に、アルミニウム（Ａｌ）も大きな最大反射率Ｒｍａｘを有するが，アルミニウム
（Ａｌ）では、一層大きな深さ対幅比が要求される。
【０２４２】
　したがって、金属層は、好適には銀または金によって形成するとよいが、他の金属また
は合金によって形成してもよい。
【０２４３】
　ところで、表２は、３５０ｎｍの格子間隔を有する線形格子、正弦格子として形成され
かつ異なる深さ対幅比を有する凹凸構造部のための厳密な回折計算から得られた計算結果
を示している。
【０２４４】
　そして、凹凸構造部は、呼び厚さがｔ０＝４０ｎｍの銀によってコーティングされてい
る。また、凹凸構造部を照射する光は、波長λ＝５５０ｎｍ（緑色）であり、ＴＥ偏光か
、またはＴＭ偏光である。
【０２４５】
【表２】

【０２４６】
　表２からわかるように、深さ対幅比とは別に、特に透明性または透過性の程度は、放射
光の偏光に依存している。その偏光に対する依存性は、深さ対幅比ｄ／ｈ＝１．１につい
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て表２に示されている。追加層の選択的な配置を利用することによって、その効果を発揮
させることができる。
【０２４７】
　さらに、金属層３ｍの透明性や反射率は波長に依存することがわかる。その波長の効果
は、特にＴＥ偏光の光に対しては、はっきりとわかる。
【０２４８】
　さらに、光の入射角が通常の入射角と異なっている場合には、透明性や透過率は減少す
る、すなわち、光が直角に入射しない場合には、透明性は減少することがわかる。
【０２４９】
　制限された入射光の光の円錐中では、反射領域６に比べて、金属層３ｍが透明であるか
、あるいは、ほとんど不透明ではないということは重要である。したがって、追加層の選
択的な配置を利用した効果によって、斜めに照射されたときに、金属層３ｍが不透明とな
るようすることができる。
【０２５０】
　また、光学的密度の変化は、構造の深さ対幅比の他に、構造の空間的周期性によっても
影響を受ける。
【０２５１】
　さらに、例えば、構造の第１の領域の中での空間的周期と凹凸構造の深さとの積とが、
構造の第２の領域の中での空間的周期と凹凸構造の深さとの積より大きい場合には、その
構造に付与される層の透明性の特徴に変化が生じることが知られている。
【０２５２】
　しかしながら、透明性や透過率が異なっている領域の製造は、他の作用、例えば、異な
る配置構造の結果としての透過量の偏光依存性によっても、構造の形状因子、すなわち、
矩形，正弦，鋸歯状または同一の空間的周期と凹凸構造の深さとの積を有しかつ異なる透
過量に影響を与え得る他の輪郭の構造によっても、そして、空間的な構造や構造の組み合
わせや構造配置の組み合わせにより配置された第１の層の蒸着によっても、達成可能であ
る。
【０２５３】
　第１の構造が、統計的な分析結果に影響を与えるような構造である場合には、例えば、
つや消し構造，相関長，凹凸の深さ，および、分析結果の統計的分布などが、透過率に影
響を与える典型的な変数となり得る。
【０２５４】
　また、例えば、透明度や透過率の違いに影響を与える領域を形成するために、第１の領
域および第２の領域の中で、１つ以上の上記変数が異なっている凹凸構造部を使用するこ
ともできる。
【０２５５】
　図４は、図３に示される多層体１００ｂによって形成された多層体１００ｃと、感光層
８とを示している。この感光層８は、液体中で凹刻するような、従来のコーティング工程
によって形成された有機層であってもよい。
【０２５６】
　感光層８は、蒸着によって付与するか、あるいは、ドライフィルムの形態でラミネーシ
ョンによって貼着することによって付与することができる。
【０２５７】
　感光層８は、例えば、０．１ｇ／ｍ２から５０ｇ／ｍ２の面密度で、金属層３ｍに付与
されたＣｌａｒｉａｎｔ社製のＡＺ１５１２，ＡＺ　Ｐ４６２０、あるいは、Ｓｈｉｐｌ
ｅｙ社製のＳ１８２２のような陽画のフォトレジストであってもよい。
【０２５８】
　層厚は所望の解像度や過程に依存する。例えば、引き上げ過程は、約１ｇ／ｍ２の面密
度に対して、一層あたり１μｍより厚い層からなる、かなり厚い層に影響を及ぼす。この
好適な表面積に対する重量は、０．２ｇ／ｍ２と１０ｇ／ｍ２との間の範囲にある。



(26) JP 4809849 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

【０２５９】
　層の付与によって全面が覆われてもよいが、部分的な領域、例えば、上述の領域４と領
域６との外側に配置された領域に付与することもできる。
【０２６０】
　例えば、ランダムなパターン、あるいは、繰り返される絵柄や文字によって形成される
パターンのようなデザイン、あるいは、例えば、装飾的な画像表現などを備えたレジスト
配置を利用して、これにより相対的に少し粗く配列しなければならない領域を含めること
ができる。
【０２６１】
　ところで、図５は、搬送フィルム１を通して、図４における多層体１００ｃを露光する
ことによって形成される多層体１００ｄを示しており、露光作業のための紫外線光９が示
されている。
【０２６２】
　ところで、上述したように、０より大きい深さ対幅比を有する回折性の構造を備えた領
域４は、反射領域６より低い光学的密度を有しているので、紫外線照射の作業によって、
ほとんど露光されていない領域１１とは、それらの化学的な特性に関して異なり、一層強
く露光された領域１０が感光層８の中に生成される。
【０２６３】
　図５に示す実施例は、多層体１００ｄの全領域で等しい強度をもった均一な光を含んで
いる。
【０２６４】
　しかしながら、部分的な光を、
ａ）　例えば、デザインの要素として大きな深さ対幅比をもった構造を残し、それらを腐
食（エッチング）しないように、
ｂ）　例えば、露光作業の間に多層体１００ｄと共に移動する帯状のマスクを通すことに
よって、付加的な情報を取り入れるように、
ｃ）　例えば、シリアルナンバーのような個別の情報を取り入れするように、使用するこ
ともできる。
【０２６５】
　プログラム可能な偏向装置（空間的光変調器）や、制御されたレーザーによって短時間
で露光する方法により認証性が導入される。
【０２６６】
　したがって、この方法ではアルファベットと数字との組み合わせによる認証性が与えら
れたところにだけが適切な深さ対幅比になっており、エッチング処理領域が形成されてい
る。
【０２６７】
　また、光の入射角だけでなく光の波長と偏光も構造を明確に強調して、選択的な生成を
可能にする光の変数である。
【０２６８】
　また、この目的のためには、化学的な特性も使用できる。例えば、領域１０と領域１１
とでは、溶媒に対する、それらの可溶性が異なっていてもよい。 
【０２６９】
　さらに、図６に示されるように、紫外光による露光処理の後で、この方法によって感光
層８を「現像」してもよい。
【０２７０】
　異なる光学的密度の領域で形成された露光によって生成された感光層中の潜像により、
可視的なイメージが金属層３ｍのマスクとして感光層の「現像」による領域の除去により
生成される。
【０２７１】
　驚くべきことではあるが、人の目には見える程度の透明性を得るために、領域４中で常
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に深さ対幅比を０．３より大きくすると、感光層の現像には十分な深さ対幅比であっても
、実質的には足りない可能性があることがわかってきた。
【０２７２】
　また、見た目を考慮した際に、領域４が透明性を示す程に、金属層３ｍを薄くする必要
もない。
【０２７３】
　したがって、露光の線量を増すことによって失われた感光層８についての透明性を補う
ことができるので、蒸着された搬送フィルムは不透明であってもよい。
【０２７４】
　さらに、感光層の露光は、一般に、近紫外領域で行われるので、光学的密度の評価につ
いて見た目の印象は重要ではないことを考慮すべきである。
【０２７５】
　図５ａおよび図５ｂは、変形実施例を示している。
【０２７６】
　図５に示される感光層８は、図５ａの多層体１００ｄ’中には使用されないが、代わり
に、感光性の洗浄マスクとしての複製層３’が備えられる。
【０２７７】
　多層体１００ｄ’は、さらに強く露光される領域１００の中で、複製層３’が洗い流さ
れ得るという方法によって、複製層３’が入れ替わることにより下側から露光される。
【０２７８】
　ところで、図５ｂは、機能的には、この後に、図８中に示される多層体に対応した多層
体１００ｄ’’を示している。
【０２７９】
　しかしながら、領域１０の中で洗浄工程によって、金属層３ｍだけでなく複製層３’も
取り除かれるということに留意されたい。
【０２８０】
　図８に示される多層体については、それらの領域に透明部分が形成され、さらに、いく
つかの工程処理が要求されるように使用される。
【０２８１】
　図６は、露光された感光層８の表面に付いた溶媒の作用によって、多層体１００ｄから
形成され、「現像された」多層体１００ｅを示している。
【０２８２】
　ところで、溶媒は、感光層８が取り除かれた領域１０ｅを形成する。この領域１０ｅは
、構成要素が０より大きい深さ対幅比を有する図３に示す領域４である。
【０２８３】
　領域１１は、構成要素が０に等しい深さ対幅比を有する図３に示す領域６を含んでいる
ので、感光層８は領域１１の中に維持されている。
【０２８４】
　図６に示される実施例において、感光層８は、陽画のフォトレジストによって形成され
ている。このような陽画のフォトレジストを使用する場合には、その陽画のフォトレジス
トの露光された領域が現像液の中で溶ける。
【０２８５】
　これとは対照的に、後述の陰画のフォトレジストを使用した場合には、図９～図１２に
示される実施例において、露光されない領域が現像液の中で溶ける
　ところで、図７の多層体１００ｆを参照することによってわかるように、エッチングマ
スクとして作用する現像された感光層によって、エッチング剤の作用から保護されること
がない領域１０ｅの中で、金属層３ｍを取り除くことができる。
【０２８６】
　このエッチング剤は、例えば、酸またはアルカリであってもよい。
【０２８７】
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　エッチング処理された領域１０ｄは、図１に示された上述の方法によっても形成される
。
【０２８８】
　したがって、この方法により、金属層３ｍは、精密なレジスト配置を利用して、付加的
な技術的な手間を必要とせずにエッチング処理することが可能である。
【０２８９】
　例えば、マスク露光や印刷によってエッチングマスクを付与する際には、このような目
的のために複雑かつ高価な準備をする必要はない。
【０２９０】
　このような従来の工程が対象となる場合には、誤差が０．２より大きいのは普通である
。
【０２９１】
　それとは対照的に、本発明に係るミクロンオーダーからナノメートルオーダーまでの誤
差、すなわち、複製層の形成とその製造のために選択された繰り返しの工程によって管理
される誤差だけが許容されている。
【０２９２】
　金属層３ｍは異なる金属の連続体として形成され、金属の部分層の物理的特性や化学的
特性の違いが利用される。
【０２９３】
　アルミニウムは、例えば、高レベルの反射性を有しており、それゆえ、多層体をキャリ
アー側から見たときに反射領域がはっきりと見えるように第１の金属の部分層として堆積
する。
【０２９４】
　また、堆積した第２の金属の部分層は、様々なエッチング剤に対する高レベルの化学的
耐性を有するクロムであってもよい。
【０２９５】
　ところで、金属層３ｍに対するエッチング作用は、２つの処理によって実施可能となる
。
【０２９６】
　第１の処理では、現像された感光層８がエッチングマスクとして使用される場合にクロ
ム層がエッチングされ、それから、第２の処理では、クロム層がエッチングマスクとして
作用する場合にアルミニウム層がエッチングされる。
【０２９７】
　このような多層系では、フォトレジスト、フォトレジスト用のエッチング剤および金属
層の製造過程で使用される物質の選択について、一層大きな屈折率の自由度が許容される
。
【０２９８】
　図８は、図７に示される製造処理の後に、感光層を除去する方法の別の可能性（実施例
）を示している。
【０２９９】
　図８は、搬送フィルム１，機能層２，複製層３および構造化された金属層３ｍによって
形成された多層体１００ｇを示している。多層体１００ｇは、図１に示される多層体１０
０に、後から接着層１２を付与することによっても加工できる。
【０３００】
　ところで、図９は、感光層８が陰画のフォトレジストによって形成されている多層体１
００ｅの第２の実施例を示している。
【０３０１】
　図９からわかるように、多層体１００ｅ’は、未露光の感光層８が現像によっては除去
されない領域１０ｅ’を有している。この領域１０ｅ’は、金属層３ｍ（図３の符号６を
参照)の不透明領域を含んでいる。
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【０３０２】
　金属層３ｍ（図３の符号４を参照)のあまり不透明でない、すなわち、領域１０ｅ’よ
り光学的密度が低い領域を含んだ領域１１の中では、露光された感光層８が取り除かれる
ことはない。
【０３０３】
　図１０は、エッチング工程による金属層３ｍの除去よって多層体１００ｅ’ (図９)か
ら形成された多層体１００ｆ’を示している。
【０３０４】
　その目的のために、現像された感光層８は、領域１０ｅ’ (図９)の中で取り除かれる
エッチングマスクとして使用されるので、エッチング剤は、領域１０ｅ’で金属層３ｍを
分解する。それは、もはや金属層３ｍを有していない領域１０ｄ’の配置に帰着する。
【０３０５】
　ところで、図１１に示されるように、多層体１００ｆ’’は領域１０ｄ’の中で露光さ
れた複製層３を覆う第２の層３ｐを有する多層体１００ｆ’によって形成されている。
【０３０６】
　また、層３ｐは、ＴｉＯ２やＺｎＳのような絶縁体や高分子であってもよい。このよう
な層は、例えば、その上に照射される光の色の効果を生成できる方法でもってそれらの屈
折率を変え得る、その層が複数の相互に重ねられた薄い層によって形成されるという点に
おいて、例えば表面上で蒸着されていてもよい。
【０３０７】
　色の効果を有する薄い層は、例えば、高－低－高の屈折率の構成をもった３つの薄い層
によって形成可能である。
【０３０８】
　この方法でもって、例えば、パスポートまたはＩＤカード上にパターンが形成される場
合には、その色の効果は、効果的な金属反射層と比較して、あまり目立たない。そのパタ
ーンは、見る人には、例えば、透明な緑色または赤色のように見える。
【０３０９】
　例えば、高分子層は、有機半導体層の形態をとってもよい。この場合には、追加層との
組み合わせによって、有機半導体素子が形成されていてもよい。
【０３１０】
　ところで、図１２は、残った感光層の除去の後に多層体１００ｆ’’（図１１）から形
成される多層体１００ｆ’’’を示している。
【０３１１】
　それは「引き上げ」過程を含んでいてもよい。この場合には、前の処理で付与された第
２の層３ｐが、そこで再び同時に取り除かれる。
【０３１２】
　したがって、層３ｐと層３ｍとを有する隣接した領域が、例えば、それらの光の屈折率
や、それらの電気伝導度が互いに異なる多層体１００ｆ’’’上に形成される。
【０３１３】
　金属層３ｍは、ガルバニー電気によって強化され、そして、その方法によって、領域１
１は、例えば、特に優れた電気伝導性を与える領域として形成される。
【０３１４】
　この領域１１は透明であり、そして、その目的のために、金属層３ｍはエッチングによ
って取り除かれる。
【０３１５】
　層３ｐには作用しないエッチング剤が他の領域に付与される。しかしながら、エッチン
グ剤は、金属層が取り除かれるまでのほんの少しの間だけ作用する。
【０３１６】
　次に、さらに、絶縁体または高分子から形成可能とされる層を層体１００ｆ’’’（図
１２）に付与できる。
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【０３１７】
　それによって、再度の露光と現像との後で、領域１１の外側の多層体１００ｆ’’’を
覆う感光層が付与される過程により、ここより前に記載された工程の処理が達成できる。
【０３１８】
　ところで、ここより前で述べたように、第３の層を付与し、それから感光層の残りを取
り除き、さらに、それと同時に、それらの領域の中で第３の層を取り除いてもよい。 
【０３１９】
　この方法によって、例えば、特に微細な方法でかつ精密なレジスト配置を利用して有機
半導体素子の層を形成してもよい。
【０３２０】
　ところで、図１３は、図１に示される接着層１２の付加によって、多層体１００ｆ’’
’（図１２）から形成される多層体１００’を示している。
【０３２１】
　多層体１００’は、同一の複製層３を使うことによって、図１に示される多層体１と同
様に形成される。
【０３２２】
　したがって、本発明に係る工程を使って、単位的な配置から初めて異なった輪郭の多層
体を生成することができる。
【０３２３】
　本発明に係る工程は、精密なレジスト配置を利用して、追加層を形成するために、悪影
響を無くすることにより、さらに改良できる。
【０３２４】
　その目的のために、すでに付与された層の、全反射，偏光および分光透明性のような、
さらなる光学的効果が、精密なレジスト配置を含んだ露光マスクを形成するのために異な
った光学的密度の領域を形成するのに利用される。
【０３２５】
　異なる局所的な吸収能力が、相互に重ねられた層と、露光とによって与えられるか、ま
たは、エッチングマスクがレーザーの作用による熱的除去により生成される。
【０３２６】
　ところで、図１４ａおよび図１４ｄは、実施例の参照することによって、精密なレジス
ト配置を利用して、どのように領域１１の中に配列された金属層３ｍが、図１２に示され
る多層体１００ｆ’’’から取り除かれるか、そして、精密なレジスト配置を利用して、
どのように非金属層３ｐ’によって置き換えできるかを示している。
【０３２７】
　層３ｐ’ は、その光の屈折率が層３ｐとは異なっているような絶縁体層であってもよ
い。
【０３２８】
　図１４ａは、領域４中の金属層３ｍが、領域６中の層３ｐに関連して、異なる光学的密
度を有しているような多層体１００ｇを示している。
【０３２９】
　感光層８は、複製層３上に配置された領域３ｐと領域３ｍとの上を覆っている。 
【０３３０】
　ところで、図１４ｂは、露光および感光層８の現像によって得られた多層体１００ｇ’
を示している。
【０３３１】
　現像された感光層でコーティングされた領域１１が、エッチングマスクを形成している
ので、金属層３ｍは、現像処理後に、感光層が取り除かれた領域１０ｅにおいて、エッチ
ングによって取り除かれる。
【０３３２】
　図１４ｃは、さらなる工程の処理の後の、例えば、絶縁体に形成可能な層３ｐ’が含ま
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れる全表面積上で付与されるような多層体１００ｇ’’を示している。
【０３３３】
　層３ｐ’は、複数の連続的な付与層からなる薄層系として形成してもよい。それによっ
て、層３ｐ’は公知の方法でもって、変色効果を生じる。
【０３３４】
　ところで、図１４ｄは、感光層８の残りの除去の後の多層体１００ｇ’’’と、図１３
を参照して、例えば、ここより前で述べられた粘着性を示す層の付加することによって、
多層体１００ｇ’’’が完全な多層体の中に形成可能とされている層３ｐ’上に配列され
た領域を示している。
【０３３５】
　多層体１００ｇ’’’は、複製層３上で、層３ｐでコーティングされた領域と、層３ｐ
’でコーティングされた領域とを有している。
【０３３６】
　層３ｐや層３ｐ’は、薄層系であってもよいので、それらは、すでに上述したような変
色効果を生成するものであってもよい。この点において、例えば、図１４ｄの実施の形態
中で、０より大きい深さ対幅比をもった複製層３の領域を覆う層３ｐが薄層系として形成
されている。
【０３３７】
　その方法によつて、ギロシェパターンのようなフィリグリー模様が、それらの周囲から
目立たない程度に、かつ、そこの下に配置された表現を、すでに、はっきりと見える程度
に突出した偽造防止部材として形成できる。
【０３３８】
　図１４ａ～図１４ｄを参照することによって記載される工程は、追加層の付与に利用で
きる。
【０３３９】
　層３ｐと層３ｐ’とは、数ミクロンか、またはナノメートルの大きさのオーダーの薄い
層であるので、複製層３の中に生成された構造が維持され、例えば、さらに、０に等しい
深さ対幅比をもった領域の中より光学的密度が低く、０より大きい深さ対幅比をもった複
製層３の領域を含んだ金属層を適用することが可能である。
【０３４０】
　この方法によって、さらに金属層を、上述の工程の処理で部分的に取り除かれたマスク
層、または、精密なレジスト配置を利用して１つ以上の非金属層を適用するために一時的
な中間層として使用されるマスク層として使用してもよい。
【０３４１】
　本発明に係る工程は、０より大きい深さ対幅比を有し、同一の表面率でコーティングさ
れた領域の光学的密度が異なった値である領域を使用するようなマスクを形成する可能性
を含んでいる。
【０３４２】
　ところで、図１５は、感光層からエッチングマスクを生成しようとする現像液の３つの
エッチング特性の図のグラフィック表現を示している。
【０３４３】
　そのエッチング特性は、エッチング率、すなわち、感光層が露光された後のエネルギー
密度に依存する単位時間あたりの物質除去量を表している。
【０３４４】
　第１のエッチング特性１５０ｌは線形である。現像が時間の経過とともに効果を発揮す
る場合には、そのようなエッチング特性を選択することができる。
【０３４５】
　しかしながら、一般に、隣接した領域の光学度的密度の僅かな違いを使った、この方法
によって、著しく異なるエッチング率を生成するために、エネルギー密度における、ほん
の少しの違いが要求されるので、一層高い深さ対幅比を含む領域の中で、高レベルの確実
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性でもって、マスク層の完全な除去を実施するのに、２重のエッチング特性１５０ｂが好
適であるし、また、その逆も確かである。
【０３４６】
　フォトレジストの選択によって調整可能なベル型の形状を示す第３のエッチング特性１
５０ｇおよび実施工程は、その領域の光学的密度に依存して選択的に除去または付加する
のに使用できる。
【０３４７】
　例えば、異なった光学的密度を含む３つの領域が存在するときには、そのようなエッチ
ング特性は、特に好適である。
【０３４８】
　ところで、図１６ａおよび図１６ｂは、本発明に係る多層体１６０を含む第１の使用例
を示している。それは、例えば、ＩＤカード１６２の正面側に配置されていてもよい。
【０３４９】
　多層体１６０は、レジスト配置を利用して部分的に取り除かれ、そして回折性を示す構
造を覆い、そしてギロシェパターン１６６ｇ，１６６ｇ’および１６６ｇ’’，星形に形
成された要素１６６ｓおよびアルファベットと数字からなる文字１６６ａおよび文字１６
６ａ’として形成された金属層によって使用される。
【０３５０】
　その点に関して、図１６ａおよび図１６ｂは、ＩＤカード１６２のクルクルした動きに
よって生成される多層体１６０の異なった見かけを示している。
【０３５１】
　ギロシェパターン１６６ｇは、ＩＤカード１６２のクルクルした動きに対して、それら
の位置を維持するような線の形の中にある微細な領域である。
【０３５２】
　ギロシェパターン１６６ｇ’および１６６ｇ’’は、ＩＤカード１６２のクルクルした
動きに対して連続的に見えるように可視化された線の形の中にある微細な領域であるので
、動きのイリュージョンが生成される。
【０３５３】
　星形に形成された要素１６６ｓと１６６ｓ’とがホログラフィック構造をもった領域の
輪郭であるので、それらは、ＩＤカード１６２の傾いた位置のそれじれに依存する異なっ
たサイズや色を含んでいる。
【０３５４】
　アルファベットと数字からなる文字１６６ａと１６６ａ’とは、例えば、キネグラム構
造を有する領域に含まれていてもよい。
【０３５５】
　図１７ａ～図１７ｄは、本発明に係る多層体の第２の使用例を示している。この使用例
において、第１の多層体２０は、露光マスクとして形成されている。
【０３５６】
　図１７ａに示されるように、第１の多層体２０は、部分的に形成された金属層３０ｍに
よってコーティングされた複製層３０をもつ搬送フィルム１によって構成されている。
【０３５７】
　好適には、第１の多層２０は、ここまでに記載された工程によって生成されているとよ
い。
【０３５８】
　図１７ａに示されるように、第１の多層体２００は、搬送フィルム３１，金属層３１ｍ
および感光層８から形成された第２の多層体１７０a上に配置されている。 
【０３５９】
　第１の多層体２００の金属層３０ｍの外側は、搬送フィルム３１の外側に面しており、
そして、そこに接触して支持している。
【０３６０】
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　金属層３０ｍは、上述したように、複製層３０が、金属層３０ｍが取り除かれた領域の
中より、大きな深さ対幅比をもつ領域４０の中で取り除かれる。 
【０３６１】
　本使用例において、図１７ａに示されるように、第２の多層体１７０aは、露光マスク
として形成された第１の多層体２００を通して露光される。この露光の光は、矢印９によ
って示されている。
【０３６２】
　搬送フィルム３１および金属層３１ｍの極端に薄い層厚のために、ここで部分的な金属
層３１ｍの像が感光層８上に転写され、それにより、図１７ｂに示されるように、多層体
１７０ｂは、一層強く露光されている領域８ｂを有する感光層８の中に生成される。
【０３６３】
　見てきたように、その場合には、光線の経路に配置された金属層３１ｍは、不透明であ
ってもよい。
【０３６４】
　感光層８上に生成された不透明な金属層３１ｍは、確かに光の強さを減少させるが、し
かしながら、金属層３１ｍは、一層強く露光された領域８ｂの生成を妨げることはない。
【０３６５】
  すでに述べたように、金属層３１ｍは層厚が小さいので、例えば散乱などによるイメー
ジの誤差はほとんど見いだせない。
【０３６６】
　ところで、図１７ｃは、図１７ｃの多層体１７０ｂから感光層８の現像によって形成さ
れる多層体１７０ｃを示している。
【０３６７】
　この使用例において、感光層８は、現像によって露光されない領域が取り除かれる、い
わゆる、陰画のフォトレジストである。
【０３６８】
　最後の図１７ｄは、金属層３１ｍをエッチングすることによって、そして、図１７ｃの
多層体１７０ｃから感光層８の残りを除去することによって形成された多層体１７０を示
している。
【０３６９】
　金属層３１ｍは現像された感光層８によって、すでにコーティングされている領域の中
に生成されている。
【０３７０】
　多層体１７０上には、例えば、アンテナやコイル、あるいは、１つ以上の導電路のよう
な電気的な素子を形成可能である。
【０３７１】
　この使用例においてではあるが、レジスト配置の正確さは調整なくしてセットできない
が、それにも関わらず、好都合なことに、それらの部分的な領域が、精密なレジスト配置
を利用して、互いに配置されている中でフィリグリー模様を生成することはできる。
【０３７２】
　しかしながら、その配置は、例えば、多層体１７０が、配置される必要のない偽造防止
用文章を覆うギロシェパターンのような偽造防止模様を形成する場合には、偽造防止用機
能を果たすために、精密なレジスト配置を利用して決められる。
【０３７３】
　領域４０は、さらに、それらの深さ対幅比やそれらの偏光依存性に関して、そして、非
常に厚さの薄いリソグラフィーグレースケールマスクを形成することが可能な方法によっ
て区別されている。
【０３７４】
　従来のガラスマスクでは、その適用範囲を制限してしまう可能性がある５μｍより薄く
はできない。
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  本発明は、以下の図面を参照することによって、さらに詳細記載される。
【図面の簡単な説明】
【０３７５】
【図１】本発明に係る第１の実施の形態の多層体の断面図を示している。
【図２】図１の多層体に係る第１の製造工程の断面図を示している。
【図３】図１の多層体に係る第２の製造工程の断面図を示している。
【図４】図１の多層体に係る第３の製造工程の断面図を示している。
【図５】図１の多層体に係る第４の製造工程の断面図を示している。
【図５ａ】図５に示された製造工程に係る変形された輪郭の断面図を示している。
【図５ｂ】図５ａに示されるものの後に続く製造工程の断面図を示している。
【図６】図１の多層体に係る第５の製造工程の断面図を示している。
【図７】図１の多層体に係る第６の製造工程の断面図を示している。
【図８】図１の多層体に係る第７の製造工程の断面図を示している。
【図９】図１の多層体に係る第２の実施の形態の第５の製造工程の断面図を示している。
【図１０】図１の多層体に係る第２の実施の形態の第６の製造工程の断面図を示している
。
【図１１】図１の多層体に係る第２の実施の形態の第７の製造工程の断面図を示している
。
【図１２】図１の多層体に係る第２の実施の形態の第８の製造工程の断面図を示している
。
【図１３】本発明に係る多層体の第２の工程の断面図を示している。
【図１４ａ】本発明に係る第３の実施の形態の多層体の製造工程の断面図を示している。
【図１４ｂ】本発明に係る第３の実施の形態の多層体の製造工程の断面図を示している。
【図１４ｃ】本発明に係る第３の実施の形態の多層体の製造工程の断面図を示している。
【図１４ｄ】本発明に係る第３の実施の形態の多層体の製造工程の断面図を示している。
【図１５】感光層のエッチング率の概略図を示している。
【図１６ａ】本発明に係る多層体の第１の使用例を示す。
【図１６ｂ】本発明に係る多層体の第１の使用例を示す。
【図１７ａ】本発明に係る多層体の第２の使用例を示す。
【図１７ｂ】本発明に係る多層体の第２の使用例を示す。
【図１７ｃ】本発明に係る多層体の第２の使用例を示す。
【図１７ｄ】本発明に係る多層体の第２の使用例を示す。
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４ａ】

【図１４ｂ】

【図１４ｃ】

【図１４ｄ】

【図１５】

【図１６ａ】
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【図１６ｂ】

【図１７ａ】

【図１７ｂ】

【図１７ｃ】

【図１７ｄ】
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